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ものであり，下記の 7 章から構成されている o
第 1 章では，本研究の背景とその意義について述べている。
第 2 章では，全反射蛍光X線分析装置 (TRXRF) を用いて表面重金属不純物を定量測定するに際し，












メゾスコピックスケールの物体による光散乱現象を解析するための計Coupled -Dipole 法を基に，第 5 章では，

















( 1) 全反射蛍光X線分析を用いた表面重金属不純物の定量において， これまで無視されてきた一次X線の基板の結晶
面による回折の効果を明らかにし，この効果を低減した計測の高感度化および定量性の向上を提案し， これらを実
験により実証している O







(4) メゾスコピックスケールの物体による光散乱現象を解析するための計算方法を Coupled -Dipole 法を基に開発
し，実験で得られた薄膜上微粒子による散乱光強度の膜厚依存性を説明できることを示しているo また，膜厚が薄
い場合に散乱光強度が増大する現象が近接場相互作用が原因であることを明らかにし，膜厚にしたがって変動する
散乱光強度の最大値と最小値の比が大きくなるのは，微粒子中の定在波の位相の分布によることを指摘している。
(5) 少数キャリアの再結合ライフタイム測定による表面層不純物誘起欠陥の評価におけるヨウ素を用いた表面再結合
抑制処理の効果を明らかにし，この処理法を応用して熱酸化工程で汚染された不純物起因欠陥の評価方法を提案し
ている。
以上のように，本論文はシリコン基板表面の光散乱による高感度な評価技術を確立し，これまで未知であった光波
長より小さなシリコン基板上の微粒子による散乱に関して多くの知見を与えており，応用物理学，特に半導体工学に
寄与するところが大きい。よって，本論文は博士論文として価値あるものと認める o
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